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2.11 Diagram polarisasi potensiostatik logam (a). tanpa penambahan
inhibitor (b). dengan penambahan inhibitor

2.12 Diagram polarisasi potensiostatik logam (a). tanpa penambahan
inhibitor (b). dengan penambahan inhibitor

2.13 Diagram polarisasi potensiostatik logam (a). tanpa penambahan
inhibitor (b). dengan penambahan inhibitor

2.14  Gambar struktur dan rangkaian kitosan

2.15 Skema ilustrasi proses elektrodeposisi (a). Elektrodeposisi
katodik (b). Elektrodeposisi anodik

2.16  Skema proses elektrodeposisi

2.17 Ketebalan lapisan dari berbagai jenis metode pelapisan
suatu material

3.1  Diagram alir penelitian
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3.3 Proses elektrodeposisi logam AA 5052 menggunakan
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Perendaman logam AA 5052 tanpa dan dengan

lapisan inhibitor kitosan dalam larutan 0,5 M H,SO4
Proses perendaman logam AA 5052 tanpa dan

dengan lapisan inhibitor kitosan dalam larutan 0,5 H,SO4
dengan variasi temperatur pengujian 313, 333 dan 353 K
Proses perendaman logam AA 5052 tanpa dan dengan
lapisan inhibitor kitosan dalam larutan H,SO, dengan
temperatur 298 K

Elektroda yang yang digunakan pada uji polarisasi potensiodinamik.

(a) Counter electrode (platina). (b) Working electrode

(logam AA 5052). (c) Reference electrode (AgCl)

Sel polarisasi potensiodinamik. (a) Counter electrode (platina).
(b) Working electrode (logam AA 5052).

(c) Reference electrode (AgCl)

Alat pengujian SEM (Hitachi TM 3000)

Alat pengujian SEM-EDX (Carl Zeiss EVO MA 10)

Grafik pengaruh lama perendaman terhadap laju korosi

logam AA 5052 tanpa dan dengan lapisan inhibitor kitosan
dalam di larutan 0,5 M H,SO4

Grafik perbandingan pengaruh temperatur pengujian terhadap
laju korosi logam AA 5052 tanpa dan dengan lapisan

inhibitor kitosan di larutan 0,5 M H,SO, dengan temperatur
pengujian 298, 313, 333 dan 353 K

Grafik pengaruh temperatur pengujian terhadap efisiensi
inhibitor kitosan di larutan 0,5 M H,SO4

Plot grafik Ln CR terhadap (1/T) logam AA 5052 tanpa

dan dengan lapisan inhibitor kitosan

Grafik hubungan nilai potensial (E) terhadap nilai densitas arus (I)
logam AA 5052 tanpa dan dengan lapisan inhibitor kitosan
Grafik hubungan nilai densitas arus (I) terhadap waktu pengujian
polarisasi potensiodinamik (t) logam AA 5052 tanpa

dan dengan lapisan inhibitor kitosan

Grafik polarisasi potensiodinamik pada logam AA 5052 di larutan
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0,5 M H,SO, dengan temperatur 298, 313, 333 dan 353 K

Grafik polarisasi potensiodinamik pada logam AA 5052

terlapis inhibitor kitosan di larutan 0,5 M H,SO4

dengan temperatur 298, 313, 333 dan 353 K

Grafik nilai potensial korosi (Ecorr) terhadap temperatur logam AA 5052
tanpa dan dengan lapisan inhbitor kitosan di larutan H,SO4

Grafik nilai densitas arus korosi (Icorr) terhadap temperatur

logam AA 5052 tanpa dan dengan lapisan inhbitor

kitosan di larutan 0,5 M H,SO4

Grafik nilai laju korosi terhadap temperatur logam AA 5052 tanpa
dan dengan lapisan inhbitor kitosan di larutan 0,5 M H,SO4

Grafik pengaruh temperatur pengujian polarisasi potensiodinamik
terhadap efisiensi inhibitor kitosan di larutan 0,5 M H,SO4
Pengamatan ketebalan lapisan inhibitor kitosan perbesaran (1000x)
dengan waktu elektrodeposisi selama 20 menit pada logam

AA 5052

Foto morfologi permukaan dan analisis unsur komposisi

logam AA 5052 menggunakan SEM-EDX

Foto morfologi permukaan dan analisis unsur komposisi

logam AA 5052 terlapis inhibitor kitosan menggunakan SEM-EDX
Morfologi permukaan AA 5052 setelah perendaman di larutan

0,5 M H,SQO, selama 168 jam dengan perbesaran 1000x

Morfologi permukaan AA 5052 terlapis inhibitor kitosan

setelah perendaman di larutan 0,5 M H,SO, selama 168 jam dengan

perbesaran 1000x

Morfologi permukaan AA 5052 (perbesaran 1000x) setelah perendaman di

larutan 0,5 M H,SO, selama 2 jam
dengan temperatur 353 K
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Morfologi permukaan AA 5052 terlapis inhibitor kitosan (perbesaran 1000x)

setelah perendaman di larutan 0,5 M H,SO,

selama 2 jam dengan temperatur 353 K
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